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基底和膜层基底系统的赝布儒斯特角计算

刘华松１，姜玉刚１，２，王利栓１，姜承慧１，季一勤１，３

（１天津津航技术物理研究所 天津市薄膜光学重点实验室，天津３００１９２）

（２同济大学 物理系 先进微结构材料教育部重点实验室，上海２０００９２）

（３哈尔滨工业大学 光电子技术研究所 可调谐激光技术国家级重点实验室，哈尔滨１５００８０）

摘　要：对基底和膜层基底系统的赝布儒斯特角进行了数值计算．结果显示：当基底的消光系数小

于０．０１时，基底的赝布儒斯特角主要是由折射率决定；当基底的消光系数大于０．１时，基底的赝布

儒斯特角不仅与折射率有关，而且还与消光系数有关，随着消光系数发生后周期性变化．研究表明：

单层膜基底系统的赝布儒斯特角主要由膜层的物理厚度、折射率、基底的光学常量所决定；在

ＨｆＯ２硅和 ＨｆＯ２融石英基底系统中，赝布儒斯特角随着入射光波长和膜层厚度的变化呈现准周

期性规律变化，可能是由入射光在膜层的干涉效应引起的．
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１

η
［ ］
ｓ
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ｉｎｔｈｅｔｈｉｎｆｉｌｍａｎｄｓｕｂｓｔｒａｔｅ．
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犢ｐ＝
犆
犅
＝
ｉηｆｓｉｎδｆ＋ηｓｃｏｓδｆ
ｃｏｓδｆ＋ｉηｓｓｉｎδｆ／ηｆ

（５）
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η０＋犢
（ ）

ｐ

η０－犢ｐ

η０＋犢
（ ）
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